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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シクロデキストリンに下記（１）式で示されるビスパーフルオロアルキルスルホニルイ
ミドの金属塩を加えて得られる、ビスパーフルオロアルキルスルホニルイミドの金属塩分
子がシクロデキストリン一個に対して０．００１～３個の割合で含まれることを特徴とす
るシクロデキストリン含有物質を含む求核性試薬反応用触媒。
　　　　　　［（Ｒｆ１ＳＯ2 ）（Ｒｆ２ＳＯ2 ）Ｎ］n Ｍ３ 　　　　　（１）
（ここで、Ｒｆ１は炭素数１以上８以下のパーフルオロアルキル基を示し、Ｒｆ２は炭素
数２以上８以下のパーフルオロアルキル基を示す。
Ｍ３は亜鉛、カドミウム、ガリウム、鉛、ビスマス、銀、銅、マグネシウムから選ばれる
元素を示し、ｎはＭ３元素の原子価に等しい整数値を示す。）
【請求項２】
　シクロデキストリンに下記（２）式で示されるトリスパーフルオロアルキルスルホニル
メチドの金属塩を加えて得られる、トリスパーフルオロアルキルスルホニルメチドの金属
塩分子がシクロデキストリン一個に対して０．００１～３個の割合で含まれることを特徴
とするシクロデキストリン含有物質を含む求核性試薬反応用触媒。
　　　　　［（Ｒｆ１ＳＯ2 ）（Ｒｆ２ＳＯ2 ）（Ｒｆ３ＳＯ2 ）Ｃ］n Ｍ４ （２）
（ここで、Ｒｆ１およびＲｆ３は、それぞれ、独立に炭素数１以上８以下のパーフルオロ
アルキル基を示し、Ｒｆ２は炭素数２以上８以下のパーフルオロアルキル基を示す。
Ｍ４は亜鉛、スズ、ビスマス、イッテルビウム、ランタン、スカンジウム、銅、イットリ
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ウム、マグネシウム、タリウムから選ばれる元素を示し、ｎはＭ４元素の原子価に等しい
整数値を示す。）
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ルイス酸を含有する新規なシクロデキストリン含有物質およびそれを含むルイ
ス酸触媒に関する。
【０００２】
【従来の技術】
シクロデキストリンは種々の無機化合物および有機化合物と相互作用をすることが知られ
ている。この相互作用によりシクロデキストリンおよび上記無機化合物、有機化合物の性
質が変化を受け、これを利用した応用研究が食品、医薬品、化粧品の分野のみならず衣、
食、住の分野でも進められている。
【０００３】
一方、ビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金属塩あるいはトリスパーフルオロア
ルキルスルホニルメチド金属塩はルイス酸性を示す。しかしながら、該金属塩は水、有機
溶媒中では溶解あるいは１部溶解したり、オイル状あるいはゲル状になったり、また吸湿
性があったりすることから、ルイス酸触媒として使用する際に反応系からの分離、再使用
に困難が伴い、工業的実用性の面で問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、取り扱いが容易で、水、有機溶媒との分離が簡便で、かつ再使用が可能な、環
境にやさしいルイス酸を含む固体シクロデキストリン含有物質、およびそれを含む酸触媒
を提供することを目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、取り扱いが容易な固体ルイス酸触媒を得るべく、鋭意検討した結果、新規
な、ビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金属塩あるいはトリスパーフルオロアル
キルスルホニルメチド金属塩のシクロデキストリン含有物質を見いだし、さらに、該シク
ロデキストリン含有物質は有効な固体酸触媒となることを見出し、本発明を完成するに至
った。
【０００６】
　すなわち、本発明は、
１．　シクロデキストリンに下記（１）式で示されるビスパーフルオロアルキルスルホニ
ルイミドの金属塩を加えて得られる、ビスパーフルオロアルキルスルホニルイミドの金属
塩分子がシクロデキストリン一個に対して０．００１～３個の割合で含まれることを特徴
とするシクロデキストリン含有物質を含む求核性試薬反応用触媒。
　　　　　　［（Ｒｆ１ＳＯ2 ）（Ｒｆ２ＳＯ2 ）Ｎ］n Ｍ３ 　　　　　（１）
（ここで、Ｒｆ１は炭素数１以上８以下のパーフルオロアルキル基を示し、Ｒｆ２は炭素
数２以上８以下のパーフルオロアルキル基を示す。
Ｍ３は亜鉛、カドミウム、ガリウム、鉛、ビスマス、銀、銅、マグネシウムから選ばれる
元素を示し、ｎはＭ３元素の原子価に等しい整数値を示す。）
２．　シクロデキストリンに下記（２）式で示されるトリスパーフルオロアルキルスルホ
ニルメチドの金属塩を加えて得られる、トリスパーフルオロアルキルスルホニルメチドの
金属塩分子がシクロデキストリン一個に対して０．００１～３個の割合で含まれることを
特徴とするシクロデキストリン含有物質を含む求核性試薬反応用触媒。
　　　　　［（Ｒｆ１ＳＯ2 ）（Ｒｆ２ＳＯ2 ）（Ｒｆ３ＳＯ2 ）Ｃ］n Ｍ４ （２）
（ここで、Ｒｆ１およびＲｆ３は、それぞれ、独立に炭素数１以上８以下のパーフルオロ
アルキル基を示し、Ｒｆ２は炭素数２以上８以下のパーフルオロアルキル基を示す。
Ｍ４は亜鉛、スズ、ビスマス、イッテルビウム、ランタン、スカンジウム、銅、イットリ
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ウム、マグネシウム、タリウムから選ばれる元素を示し、ｎはＭ４元素の原子価に等しい
整数値を示す。）
である。
【０００７】
以下、本発明を詳細に説明する。
本発明で用いられるビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金属塩およびトリスパー
フルオロスルホニルメチド金属塩は、それぞれ下記（１）式および（２）式で示されるも
のである。
［（Ｒｆ１ＳＯ2 ）（Ｒｆ２ＳＯ2 ）Ｎ］n Ｍ３　　　　　　　　　（１）
［（Ｒｆ１ＳＯ2 ）（Ｒｆ２ＳＯ2）（Ｒｆ３ＳＯ2）Ｃ］n Ｍ４　（２）
式中、Ｒｆ１およびＲｆ３は、炭素数１以上のパーフルオロアルキル基を示すが、好まし
くは炭素数１～２０のパーフルオロアルキル基である。例えばトリフオロメチル基、ペン
タフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、ノナフルオロブチル基、ウンデカフル
オロペンチル基、トリデカフルオロヘキシル基、ペンタデカフルオロヘプチル基、ヘプタ
デカフルオロオクチル基などを挙げることができる。Ｒｆ２は、炭素数２以上のパーフル
オロアルキル基を示すが、好ましくは炭素数２～２０のパーフルオロアルキル基である。
例えばペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、ノナフルオロブチル基、ウ
ンデカフルオロペンチル基、トリデカフルオロヘキシル基、ペンタデカフルオロヘプチル
基、ヘプタデカフルオロオクチル基などを挙げることができる。
【０００８】
また、Ｍ３はアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類を除く遷移金属、亜鉛、カドミウ
ム、アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウム、ケイ素、ゲルマニウム、スズ、鉛
、ヒ素、アンチモン、ビスマス、セレン、テルルから選ばれる元素を示し、ｎはＭ３元素
の原子価に等しい整数値を示す。
Ｍ４はアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類を含む遷移金属、亜鉛、カドミウム、ア
ルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウム、ケイ素、ゲルマニウム、スズ、鉛、ヒ素
、アンチモン、ビスマス、セレン、テルルから選ばれる元素を示し、ｎはＭ４元素の原子
価に等しい整数値を示す。
【０００９】
本発明で用いられるシクロデキストリンとしては、β，γ－シクロデキストリンおよびβ
，γ－シクロデキストリン誘導体である。該シクロデキストリン誘導体はグリコシル、マ
ルトシル、ガラクトシル、マンノシル基の結合した分岐シクロデキストリンやメチル基、
エチル基、ヒドロキシエチル基等を化学結合したシクロデキストリン誘導体、さらにはシ
クロデキストリンの水酸基を架橋した、例えばエピクロルヒドリンとのコオリゴマー、コ
ポリマーが挙げられる。その他には、シリカゲル等にスペーサーを介してシクロデキスト
リンを化学結合した誘導体を用いることもできる。
【００１０】
本発明のシクロデキストリン含有物質は、ビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金
属塩分子およびトリスパーフルオロアルキルスルホニルメチド金属塩分子がシクロデキス
トリン１個に対して０．００１～３個の割合で含むものであり、好ましくは０．０１～２
個、さらに好ましくは０．０２～１個含むものである。
【００１１】
本発明のシクロデキストリン含有物質の製造方法としては、例えば、シクロデキストリン
の水溶液にビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金属塩もしくトリスパーフルオロ
アルキルスルホニルメチド金属塩を添加するか、水溶性有機溶媒に溶解した該金属塩の溶
液を、シクロデキストリンの水溶液に添加し、室温下、撹拌しながら沈殿してくる固体を
取得し、水もしくは有機溶媒で洗滌後、加熱真空乾燥することにより得ることができる。
【００１２】
また、別法としては、シクロデキストリンに少量の水を加え、ペースト状として、これに
ビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金属塩もしくはトリスパーフルオロアルキル
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スルホニルメチド金属塩を加えて、充分撹拌し、加熱真空乾燥することにより得ることも
できる。水不溶性のシクロデキストリン誘導体の場合は、シクロデキストリン誘導体の水
懸濁液にビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金属塩もしくはトリスパーフルオロ
アルキルスルホニルメチド金属塩を添加して充分に撹拌し、その後濾取し、水で洗滌した
後、加熱真空乾燥することにより得ることができる。
【００１３】
このようにして得られたシクロデキストリン含有物質は、吸湿性もなく、水や、低極性有
機溶媒には難溶性の取り扱い易い固体である。従って、該固体シクロデキストリン含有物
質をルイス酸触媒として使用する際、反応系からの分離、再使用が容易となる。
該シクロデキストリン含有物質は、ビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド希土類塩
もしくはトリスパーフルオロアルキルスルホニルメチド金属塩とシクロデキストリンとの
相互作用が認められる場合が多い。
【００１４】
本発明の、ルイス酸であるビスパーフルオロアルキルスルホニルイミド金属塩もしくはト
リスパーフルオロアルキルスルホニルメチド金属塩を含むシクロデキストリン含有物質は
、求核性試薬反応用の触媒として利用が可能である。ここで求核性試薬とは、シクロデキ
ストリン含有物質の陽イオン元素と親和性を有し、配位を形成するものであればよく、例
えば酸素、窒素等の元素を有する化合物である。具体的にはケトン、アルデヒド、ニトリ
ル、ケテン、酸無水物、エステル、ラクトン、エーテル、アルコール、フェノール、カル
ボン酸、ニトロ化合物等の化合物群である。その他、陽イオン元素と親和性があり、配位
できる求核性のオレフィン等の化合物が挙げられる。反応例としては求核性試薬を用いた
反応であればよい。例えばディールスーアルダー反応、マイケル反応、フリーデルークラ
フト反応、アルドール反応、エステル化反応、、エステル交換反応、マンニッヒタイプ反
応等が挙げられる。さらにはアルコールの脱水反応、Ｏ－グリコシル化反応、オレフィン
類の重合等への応用が可能である。
【００１５】
本発明のシクロデキストリン含有物質を触媒として使用する際には、通常の固体触媒を用
いる形態を液相反応、気相反応のいずれにおいても適宜選択して使用できる。
液相の場合の反応媒体としては、汎用される有機溶媒あるいは水との混合溶媒が用いられ
る。好ましくは脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、フッ素あるいはハロゲン元素で置換さ
れた脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素が用いられる。
【００１６】
触媒の添加量は、反応基質に対してシクロデキストリン含有物質中のビスパーフルオロア
ルキルスルホニルイミド金属塩もしくはトリスパーフルオロスルホニルメチド金属塩とし
て０．０００１倍ｍｏｌ～１０倍ｍｏｌを使用することができる。好ましくは０．０１倍
ｍｏｌ～５倍ｍｏｌである。本発明の触媒の使用温度は２００℃以下が多用され、好まし
くは－８０℃～１７０℃である。
【００１７】
反応時間は、シクロデキストリン含有物質の添加量および該含有物のビスパーフルオロア
ルキルスルホニルイミド金属塩もしくはトリスパーフルオロアルキルスルホニルメチド金
属塩の含有量さらには反応温度等により異なるが、数分から７２時間が好ましく用いられ
る。
液相反応の場合、反応媒体となる有機溶媒は、シクロデキストリン含有物質に対して重量
比で１以上が好ましく、さらに好ましくは２～１０００倍である。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。
実施例における1Ｈ－ＮＭＲは日本電子社製ＪＮＮ－ＥＸ４００型核磁気共鳴測定装置を
、赤外吸収スペクトルはパーキンエルマ社製１６００型赤外分光光度計を用いて測定した
。プラズマ発光分析装置はサーモザーレルアッシュ社製ＩＲＩＳ－ＡＰを用いて測定した
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。
【００１９】
【実施例１】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水９５ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ビ
ス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］亜鉛塩０．８ｇを加え、室温下１５時間撹
拌すると白色の沈殿が生成した。白色沈殿を濾過により取得し、水１０ｍｌで洗滌後、８
０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこない、白色固体１．２ｇを得た。
【００２０】
この白色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の吸
収は消失し、高波数にシフトした２９３４ｃｍ-1　および１０２８ｃｍ-1の特性吸収が見
られた。さらに重水中８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンのア
ノメリックＨ1 に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０３
ｐｐｍにピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析による亜鉛の含量は１．８
重量％であった。
【００２１】
上記方法で合成したトリス［ビス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］亜鉛塩のシ
クロデキストリン含有物質である白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチ
ルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃
において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマト
グラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプ
ロピオン酸メチルの収率は６３％であった。
【００２２】
反応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後塩化メチレン５ｍｌで洗滌し
、１ｍｍＨｇ以下で６０℃にて加熱真空乾燥した白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５
１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０
ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物
はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－
３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は６４％であった。　以上のごとく再使用が可能
であった。
【００２３】
【実施例２】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１１０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
ビス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］銀塩０．６ｇを加え、室温下１５時間撹
拌すると白色の沈殿が生成した。白色沈殿を濾過により取得し、水１０ｍｌで洗滌後、８
０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこない、白色固体１．５ｇを得た。この白
色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の吸収は消
失し、高波数にシフトした２９３２ｃｍ-1および１０２８ｃｍ-1の特性吸収が見られた。
さらに重水中８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンのアノメリッ
クＨ1 に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．００ｐｐｍに
ピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析による銀の含量は３．７重量％であ
った。
【００２４】
上記方法で合成したトリス［ビス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］銀塩のシク
ロデキストリン含有物質である白色固体０．４ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチル
トリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃に
おいて添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグ
ラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロ
ピオン酸メチルの収率は４２％であった。
【００２５】
【実施例３】
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β－シクロデキストリン１．５ｇを水９０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ビ
ス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］鉛塩０．９ｇを加え、室温下３時間撹拌す
ると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水１０ｍｌで洗滌後、８
０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体１．８ｇを得た。
【００２６】
この白色固体の赤外吸収スペクトルは、β－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の
吸収が消失し、高波数にシフトした２９３４ｃｍ-1　および１０２８ｃｍ-1の特性吸収が
見られた。さらに重水中８０℃で1Ｈ－ＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリン
のアノメリックＨ1 に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．
０２ｐｐｍにピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析による鉛の含量は５．
０重量％であった。トリス［ビス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］鉛塩のシク
ロデキストリン含有物質である白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチル
トリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃に
おいて添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグ
ラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロ
ピオン酸メチルの収率は６８％であった。
【００２７】
【実施例４】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１００ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
ビス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］銅塩０．８ｇを加え、室温下３時間撹拌
すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水１０ｍｌで洗滌後、
８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体１．７ｇを得た。
【００２８】
この白色固体の赤外吸収スペクトルは、β－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の
吸収が消失し、高波数にシフトした２９３４ｃｍ-1および１０２８ｃｍ-1の特性吸収が見
られた。さらに重水中８０℃で1Ｈ－ＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンの
アノメリックＨ1 に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０
２ｐｐｍにピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析による鉛の含量は１．６
重量％であった。
【００２９】
トリス［ビス（パーフルオロブタンスルホニルイミド］銅塩のシクロデキストリン含有物
質である白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテ
ンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下
懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３
－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率
は７０％であった。
【００３０】
反応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後塩化メチレン５ｍｌで洗滌し
、１ｍｍＨｇ以下で６０℃にて加熱真空乾燥した白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５
１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０
ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物
はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－
３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は６９％であった。以上のごとく再使用は可能で
あった。
【００３１】
【実施例５】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１２０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
ビス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］マグネシウム塩０．８ｇを加え、室温下
３時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水１０ｍｌ
で洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥を行ない、白色固体１．７ｇを得
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た。
【００３２】
この白色固体の赤外吸収スペクトルは、β－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の
吸収が消失し、高波数にシフトした２９３４ｃｍ-1および１０２８ｃｍ-1の特性吸収が見
られた。さらに重水素中８０℃で1Ｈ－ＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリン
のアノメリックＨ1 に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．
０２ｐｐｍにピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析によるマグネシウムの
含量は０．６重量％であった。
【００３３】
上記方法で合成したトリス［ビス（パーフルオロブタンスルホニル）イミド］マグネシウ
ム塩のシクロデキストリン含有物質である白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５１０μ
ｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶
液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガス
クロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フ
ェニルプロピオン酸メチルの収率は４０％であった。
【００３４】
【実施例６】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水９０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ビ
ス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］ビスマス塩２．１ｇを加え、室温下１５
時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水１０ｍｌで
洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥を行なった。白色固体２．５ｇを得
た。
【００３５】
この白色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の吸
収が消失し、高波数にシフトした２９３４ｃｍ-1　および１０２９ｃｍ-1の特性吸収が見
られた。さらに重水素中８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンの
アノメリックＨ1 に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０
２ｐｐｍにピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析によるビスマスの含量は
２．９重量％であった。
【００３６】
上記方法で合成したトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］ビスマス
塩のシクロデキストリン含有物質である白色固体１．１ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ
、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液
に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスク
ロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェ
ニルプロピオン酸メチルの収率は５１％であった。
【００３７】
【実施例７】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１００ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
ビスパーフルオロオクタンスルホニルイミド］カドミウム塩１．４ｇを加え、室温下１５
時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌで
洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．１ｇを
得た。
【００３８】
この白色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の吸
収は消失し、高波数にシフトした２９３４ｃｍ-1　および１０２９ｃｍ-1の特性吸収が見
られた。さらに重水素中８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンの
アノメリックＨ1 に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０
３ｐｐｍにピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析によるカドミウムの含量
は２．１重量％であった。
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【００３９】
上記方法で合成されたトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］カドミ
ウム塩のシクロデキストリン含有物質である白色固体０．８ｇをベンズアルデヒド５１０
μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ
溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガ
スクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－
フェニルプロピオン酸メチルの収率は７０％であった。
【００４０】
反応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後塩化メチレン５ｍｌで洗滌し
、１ｍｍＨｇ以下で６０℃にて加熱真空乾燥した白色固体０．８ｇをベンズアルデヒド５
１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０
ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物
はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－
３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は６９％であった。以上のごとく再使用は可能で
あった。
【００４１】
【実施例８】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１００ｍｌに室温下溶解する。この溶液にトリス［
ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］ガリウム塩２．０ｇを加え、室温下１
５時間撹拌すると白色の沈殿が生成いた。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌ
で洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこない、白色固体２．５ｇを
得た。
【００４２】
プラズマ発光分析によるガリウムの含量は１．０重量％であった。上記方法で合成したト
リス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］ガリウム塩のシクロデキストリ
ン含有物質である白色固体１．０ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシ
リルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し
、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分
析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチ
ルの収率は４７％であった。
【００４３】
【実施例９】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１４０ｍｌに室温下溶解する。この溶液にトリス［
トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］イッテリビウム塩３．０ｇを加え、
室温下１５時間撹拌すると白色の沈殿が生成する。この白色沈殿を濾過により取得し、水
２０ｍｌで洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体
３．６ｇを得た。
【００４４】
この白色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ-1の吸
収は消失し、高波数にシフトした２９３９ｃｍ-1の特性吸収が見られた。さらに重水素中
８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンのアノメリックＨ1に対応す
る４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０４ｐｐｍにピークが出現し
た（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析によるイッテリビウムの含量は２．２重量％であっ
た。
【００４５】
【実施例１０】
実施例９で合成されたトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］イッ
テルビウム塩のシクロデキストリン含有物質である白色固体１．１ｇをベンズアルデヒド
５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１
０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成
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物はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル
－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は８９％であった。反応終了後の反応液から固
体を濾過により取得した。その後塩化メチレン５ｍｌで洗滌し、１ｍｍＨｇ以下で６０℃
にて加熱真空乾燥した白色固体１．１ｇを　ベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメ
チルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において
添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフー
にて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン
酸メチルの収率は８７％であった。以上のごとく再使用は可能であった。
【００４６】
【実施例１１】
実施例９で合成されたトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］イッ
テルビウム塩のシクロデキストリン含有物質である白色固体１．１ｇ、Ｎ－ベンジリデン
アニリン９２０ｍｇ，メチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール１０００ｍｇを
塩化メチレン１０ｍｌに添加し、室温下、懸濁状態にて３時間撹拌反応させた。反応生成
物はガスクロマトグラフィーで分析し、３－アニリノ－２，２－ジメチル－３－フェニル
プロピオン酸メチルの収率は７３％であった。
【００４７】
【実施例１２】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１２０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］ランタン塩１．８ｇを加え、室温下３
時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌで
洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．３ｇを
得た。この白色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９２９ｃｍ
-1の吸収は消失し、高波数にシフトした２９３９ｃｍ-1の特性吸収が見られた。さらに重
水素中８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンのアノメリックＨ1に
対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０４ｐｐｍにピークが
出現した（ＴＭＳ基準）。
【００４８】
プラズマ発光分析によるランタンの含量は２．６重量％であった。上記方法で合成された
トリス［トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］ランタン塩のシクロデキスト
リン含有物質である白色固体１．５ｇと安息香酸無水物１３３０ｍｇ、エタノール５００
μｌをトルエン４０ｍｌに添加し、室温下、懸濁状態にて１７時間撹拌反応させた。反応
生成物はガスクロマトグラフィーにて分析し、安息香酸エチルの収率は９４％あった。反
応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後トルエン１０ｍｌで洗滌し、１
ｍｍＨｇ以下で６０℃にて加熱真空乾燥した白色固体１．５ｇを安息香酸無水物１３３０
ｍｇ，エタノール５００μｌをトルエン４０ｍｌに添加し、室温下、懸濁状態にて１７時
間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフィーにて分析し、安息香酸エチルの
収率は９４％であった。以上のごとく再使用は可能であった。
【００４９】
【実施例１３】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１６０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウム塩２．９ｇを加え、室
温下１５時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２
０ｍｌで洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体３
．３ｇを得た。
【００５０】
プラズマ発光分析によるスカンジュウムの含量は０．６重量％であった。上記方法で合成
されたトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウム塩のシク
ロデキストリン含有物質である白色固体１．１ｇと安息香酸無水物１３３０ｍｇ、エタノ
ール５００μｌをトルエン２０ｍｌに添加し、室温下、懸濁状態にて１２時間撹拌反応さ
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せた。反応生成物はガスクロマトグラフィーにて分析し、安息香酸エチルの収率は９６％
であった。
【００５１】
【実施例１４】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１１０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］イッテルビウム塩１．６ｇを加え、室
温下１５時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２
０ｍｌで洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体１
．９ｇを得た。この白色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９
２９ｃｍ-1の吸収は消失し、高波数にシフトした２９３９ｃｍ-1　の特性吸収が見られた
。さらに重水素中８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンのアノメ
リックＨ1に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０４ｐｐ
ｍにピークが出現した（ＴＭＳ基準）。プラズマ発光分析によるイッテルビウムの含量は
３．２重量％であった。上記方法で合成したトリス［トリス（パーフルオロブタンスルホ
ニル）メチド］イッテルビウム塩のシクロデキストリン含有物質である白色固体１．２ｇ
、メチルビニルケトン６２０μｌ、２，３－ジメチルブタジエン５６０μｌを塩化メチレ
ン２０ｍｌに添加し、室温下、懸濁状態にて１５時間撹拌反応させた。反応生成物はガス
クロマトグラフィーにて分析し、５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－
エンの収率は８６％であった。
【００５２】
反応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後塩化メチレン５ｍｌで洗滌、
真空乾燥した白色固体１．２ｇとメチルビニルケトン６２０μｌ、２，３－ジメチルブタ
ジエン５６０μｌを塩化メチレン２０ｍｌに添加し、室温下、懸濁状態にて２０時間撹拌
反応させた。反応生成物である５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エ
ンの収率は８８％であった。以上のごとく再使用は可能であった。
【００５３】
【実施例１５】
γ－シクロデキストリン１．７ｇを水４０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ビ
ス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］亜鉛塩１．２ｇを加え、室温下１５時間撹
拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌで洗滌後
、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．０ｇを得た。
【００５４】
プラズマ発光分析による亜鉛の含量は１．６重量％であった。上記方法で合成したトリス
［トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］亜鉛塩のシクロデキストリン含有物
質である白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテ
ンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下
懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３
－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率
は６６％であった。
【００５５】
【実施例１６】
β－シクロデキストリンのエピクロルヒドリン共重合体（アルドリッチ社製）７５０ｍｇ
を水５０ｍｌ中に添加し、トリス［トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］イ
ッテルビウム塩３．０ｇを加え、１５時間撹拌した。濾過により不溶物を取得し、６０℃
、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。その結果、３．２ｇの固体が得られ
た。
プラズマ発光分析によるイッテルビウムの含量は４．８重量％であった。
【００５６】
上記方法で合成されたトリス［トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］イッテ
ルビウム塩のシクロデキストリンとエピクロルヒドリン共重合体との含有物質である固体
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０．７ｇと安息香酸無水物１３３０ｍｇ，エタノール５００μｌを塩化メチレン１５ｍｌ
に添加し、室温下、懸濁状態にて９時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラ
フィーにて分析し、安息香酸エチルの収率は８７％あった。
【００５７】
反応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後塩化メチレン５ｍｌで洗滌し
、１ｍｍＨｇ以下で６０℃にて加熱真空乾燥した固体０．７ｇと安息香酸無水物１３３０
ｍｇ，エタノール５００μｌを塩化メチレン１５ｍｌに添加し、室温下、懸濁状態にて９
時間撹拌反応させた。反応生成物である安息香酸エチルの収率は８５％であった。以上の
ごとく再使用は可能であった。
【００５８】
【実施例１７】
実施例１６で合成されたトリス［ビス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］イッテ
ルビウム塩のシクロデキストリンとエピクロルヒドリン共重合体との含有物質である固体
０．５ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２
０ｍｇを含む塩化メチレ１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間
撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリル
オキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は８７％であった。
【００５９】
反応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後塩化メチレン５ｍｌで洗滌し
、１ｍｍＨｇ以下で６０℃にて加熱真空乾燥した固体０．５ｇをベンズアルデヒド５１０
μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレ１０ｍｌ溶
液に添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラ
フーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピ
オン酸メチルの収率は８７％であった。全く同様の操作で３回目、４回目の反応を繰り返
しおこなった結果、３－トリメチルシリルオキシ－２－ジメチル－３－フェニルプロピオ
ン酸メチルの収率は各々８７％、８６％であった。以上のごとく再使用は可能であった。
【００６０】
【実施例１８】
実施例１６において合成されたトリス［ビス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］
イッテルビウム塩のシクロデキストリンとエピクロルヒドリン共重合体との含有物質であ
る固体０．６ｇ、メチルビニルケトン６２０μｌ、２，３－ジメチルブタジエン５６０μ
ｌをジクロロエタン１０ｍｌに添加し、懸濁状態にて４０℃、９時間撹拌反応させた。
【００６１】
反応生成物はガスクロマトグラフィーにて分析し、５－アセチル－２，３－ジメチル－シ
クロヘキサ－２－エンの収率は８８％であった。
反応終了後の反応液から固体を濾過により取得した。その後ジクロロエタン５ｍｌで洗滌
し、１ｍｍＨｇ以下で６０℃にて加熱真空乾燥した固体０．６ｇとメチルビニルケトン６
２０μｌ、２，３－ジメチルブタジエン５６０μｌをジクロロエタン１０ｍｌに添加し、
懸濁状態にて４０℃、９時間撹拌反応させた。反応生成物である５－アセチル－２，３－
ジメチル－シクロヘキサ－２－エンの収率は９０％であった。全く同様の操作で３回目、
４回目、５回目の反応を繰り返しおこなった結果、５－アセチル－２，３－ジメチル－シ
クロヘキサ－２－エンの収率は各々９１％、９０％、９２％であった。以上のごとく再使
用は可能であった。
【００６２】
【実施例１９】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水９０ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ト
リス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］銅塩１．２ｇを加え、室温下１５時間撹
拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌで洗滌後
、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．０ｇを得た。
【００６３】
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プラズマ発光分析による銅の含量は１．６重量％であった。上記方法で合成したトリス［
トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］銅塩０．６ｇをベンズアルデヒド５１
０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍ
ｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物は
ガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３
－フェニルプロピオン酸メチルの収率は７３％であった。
【００６４】
【実施例２０】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１００ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］ビスマス塩１．８ｇを加え、室温下１
５時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌ
で洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．５ｇ
を得た。
【００６５】
プラズマ発光分析によるビスマスの含量は３．９重量％であった。上記方法で合成したト
リス［トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］ビスマス塩０．８ｇを　ベンズ
アルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍｇを含む塩化
メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹拌反応させた
。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオキシ－２，２
－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は５７％であった。
【００６６】
【実施例２１】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水１００ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［
トリス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］イットリウム塩１．８ｇを加え、室温
下１５時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０
ｍｌで洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．
４ｇを得た。この白色固体の赤外吸収スペクトルはβ－シクロデキストリン由来の２９２
９ｃｍ-1の吸収は消失し、高波数にシフトした２９３９ｃｍ-1の特性吸収が見られた。さ
らに重水素中８０℃で1ＨＮＭＲを測定した結果、β－シクロデキストリンのアノメリッ
クＨ1に対応する４．９３ｐｐｍのピークは消失し、低磁場シフトした５．０３ｐｐｍに
ピークが出現した（ＴＭＳ基準）。
【００６７】
プラズマ発光分析によるイットリウムの含量は１．７重量％であった。トリス［トリス（
パーフルオロブタンスルホニル）メチド］イットリウム塩のシクロデキストリン含有物質
である白色固体０．８ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテン
アセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸
濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３－
トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は
７４％であった。
【００６８】
【実施例２２】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水８５ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ト
リス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］マグネシウム塩１．２ｇを加え、室温下
１５時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍ
ｌで洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．０
ｇを得た。
【００６９】
プラズマ発光分析によるマグネシウムの含量は０．６重量％であった。トリス［トリス（
パーフルオロブタンスルホニル）メチド］マグネシウム塩のシクロデキストリン含有物質
である白色固体０．６ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテン
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アセタール９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸
濁状態にて１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３－
トリメチルシリルオキシ
－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は４８％であった。
【００７０】
【実施例２３】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水８５ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ト
リス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］スズ塩２．３ｇを加え、室温下１５時間
撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌで洗滌
後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．７ｇを得た
。
【００７１】
プラズマ発光分析によるスズの含量は１．８重量％であったトリス［トリス（パーフルオ
ロブタンスルホニル）メチド］スズ塩のシクロデキストリン含有物質である白色固体１．
０ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセタール９２０ｍ
ｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態にて１時間撹
拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチルシリルオ
キシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は７０％であった。
【００７２】
【実施例２４】
β－シクロデキストリン１．５ｇを水９５ｍｌに室温下溶解した。この溶液にトリス［ト
リス（パーフルオロブタンスルホニル）メチド］タリウム塩１．８ｇを加え、室温下１５
時間撹拌すると白色の沈殿が生成した。この白色沈殿を濾過により取得し、水２０ｍｌで
洗滌後、８０℃、３時間、１ｍｍＨｇ以下で真空乾燥をおこなった。白色固体２．４ｇを
得た。
【００７３】
プラズマ発光分析によるタリウムの含量は３．８重量％であった。トリス［トリス（パー
フルオロブタンスルホニル）メチド］タリウム塩のシクロデキストリン含有物質である白
色固体０．８ｇをベンズアルデヒド５１０μｌ、メチルトリメチルシリルケテンアセター
ル９２０ｍｇを含む塩化メチレン１０ｍｌ溶液に０℃において添加し、室温下懸濁状態に
て１時間撹拌反応させた。反応生成物はガスクロマトグラフーにて分析し、３－トリメチ
ルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルプロピオン酸メチルの収率は５２％で
あった。
【００７４】
【発明の効果】
本発明のルイス酸を含むシクロデキストリン含有物は、取り扱いが容易で、水、有機溶媒
との分離が簡便で、かつ再使用が可能な環境にやさしいものである。特に、該シクロデキ
ストリン含有物は、求核性試薬の反応触媒としての反応活性に優れたものであり、しかも
該反応系からの回収、再使用が容易であり、産業上、大いに有用である。
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